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１．概要（Summary） 

真空紫外吸収分光用の光源として開発されたマイクロ

放電ホロカソード光源（MHCL）内の原子状ラジカル密度

変化について解析する。MHCLはHe と H2の混合ガス

を用いた大気圧放電プラズマを利用し、プラズマ内で発

生する水素原子の発光線スペクトルを放出する光源であ

る。本光源を用いることで、従来は大型レーザーシステム

が必要であった原子状ラジカルの定量解析が比較的簡

便となり、様々なプラズマ技術の発展に貢献している。 

本実験では、水素プラズマ内の水素原子を測定対象

とし、MHCLを光源とした真空紫外吸収分光法によ

り水素原子におる光吸収率を計測する。このとき計測

対象となる水素プラズマを一定の条件で生成したう

えで、MHCL内の H2分圧を変化させ、測定対象プラ

ズマ内の水素原子による光吸収率の変化を計測した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置、真空紫外

吸収分光計 

【実験方法】 

プラズマを用いた光源内では、光源内の原子密度が高

くなると励起原子から放たれた光が、同じ空間内に存在

する基底状態の原子によって吸収される自己吸収現象が

生じる。この自己吸収現象が生じると光源から放出される

原子光スペクトルは、中心部の光強度が減少した歪んだ

形状となる。このような発光プロファイルでは、計測対象の

プラズマ内の原子により同じく吸収されやすいスペクトル

中心の光量が少ないため、相対的に測定対象プラズマ内

での入射光の吸収率が低下する現象が生じる。 

 本実験ではこの現象を利用し、MHCL内の H2分圧を

変化させ、一定の条件で生成した計測対象水素プラズ

マ内での光吸収率の変化を計測し、H2分圧上昇に伴

うMHCL内の水素原子密度の振舞いを考察した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に示すように、MHCL内の水素分圧が 100 Pa

以上では、吸収率が飽和することがわかった。光源内での

自己吸収によるスペクトル変化（スペクトル中心での光強

度の減少）は、光源内の原子密度の増加とともに大きくな

る。よって得られた結果は、100 Pa以上の水素分圧では

MHCL内の水素原子密度は飽和し、変化していないこと

を示唆するものであると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Absorption intensity due to H atom in a H2 

plasma as a function of H2 partial pressure 

in MHCL. 
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